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金属薄膜構造は厚さ 200nm の Ag の周期パターンを持つ層、SiO2の基板の 2層からなっているも
のとした。周期構造は、半径 95nm、深さ 200nm の円形ホールの三角格子または正方格子とし、格
子定数は 360nm とした。この金属薄膜に単純な平面波を入射し、その反射率を求めた。Ag、SiO2
の誘電率の周波数依存性は文献[5][6]の値を用いた。数値計算には GNU Scientific Library（GSL）
や LAPACKを用いた。 
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